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Sachverhalt und Antrége
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Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung ilber den Widerruf
des europdischen Patents Nr. 0 352 545 Beschwerde
eingelegt.

Mit den Einspriichen seitens der Beschwerdegegnerinnen
(den Einsprechenden I, II, III) war das gesamte Patent
im Hinblick auf

- Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde

erfinderische T&tigkeit),

- Artikel 100 b) EPU (Mangel an deutlicher und

vollstdndiger Offenbarung und Ausfiihrbarkeit) sowie

- Artikel 100 c¢) EPU (unzuldssige Anderungen des
beanspruchten Gegenstandes, die iliber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgehen)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daf der
Gegenstand der unabhdngigen Patentanspriiche 1 und 9
nicht neu sei (Artikel 54 EPU) und daR das Patent auch
nicht alle technischen Merkmale enthalte, die ein
Durchschnittsfachmann zur Ausfiihrung des Verfahrens
bendtige (Artikel 83 EPU).

Im Beschwerdeverfahren wurden unter anderem die
folgenden Druckschriften und Beweismittel

beriicksichtigt:

D13: Surface and Coating Technol., 33 (1987),
Seiten 117 - 132
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D20: Metalloberfliche 40, (1986), Seiten 533 - 538

D24: Diinnschichttechnologie, Uwe Behringer et al.,
VDI-Verlag Diisseldorf, 1987, Seiten 132 bis 149.

Ferner wurde als Parteienvorbringen die von dem

Beschwerdefiihrer am 22. Dezember 1999 eingereichte

D26: Gutachten von Dr.-Ing. Frank Loéffler

in Betracht gezogen.

IIT. Am 20. Januar 2000 fand vor der Beschwerdekammer eine
miindliche Verhandlung statt. Dabei legte die

Beschwerdefiihrerin folgende Antrdge vor:

- einen Hauptantrag, das Patent auf der Basis der
Anspriiche 1 bis 14 der erteilten Fassung

aufrechtzuerhalten;

- einen Hilfsantrag, das Patent auf der Grundlage der
Patentanspriiche 1 bis 8 der erteilten Fassung

aufrechtzuerhalten;

- einen Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zuriickweisung

der Beschwerde.

Die unabhingigen Anspriiche 1 und 9 des Hauptantrags

lauten:

"1 . PVD-Beschichtung oder Plasma-CVD-Beschichtung an
einem Werkzeug oder Bauteil mit mindestens einer Kante
im Bereich der Beschichtung, die aus einem
Mehrkomponenten-Hartstoff mit mehr als einem

metallischen Element besteht, dadurch gekennzeichnet,
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da® die Zusammensetzung der Beschichtung im Bereich
jeder Kante im Vergleich zu den iibrigen Bereichen einen
Konzentrationsunterschied der metallischen Elemente

aufweist, der mindestens 2 Massen% betrigt."

"9, Verfahren zur Beschichtung eines Werkzeuges oder
eines Bauteiles nach einem der Anspriiche 1 bis 7, bei
dem in einer Vakuumkammer ein Hartstoff oder ein oder
mehrere metallische Elemente eines Hartstoffes mit Hilfe
einer energiereichen Strahlung zur Bildung eines Plasmas
ionisiert sowie durch ein elektrisches Feld auf das
Werkzeug oder das Bauteil gebracht wird, dadurch
gekennzeichnet, daf das Potential des Plasmas gegeniiber
dem Werkzeug so stark gewdhlt wird, daff durch den
Tonenbeschuff infolge der Spitzenwirkung der Kante auf
der Kante der Konzentrationsunterschied selbsttédtig

herbeigefiihrt wird."

Die Beschwerdefiihrerin hat folgende Argumente
vorgetragen:

Die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde-
liegende Bewertung, daf allein die Einstellung des
Potentials zwischen Plasma und Substrat bereits
ausreiche, den erwinschten Konzentrationsunterschied
herbeizufiihren, treffe nicht zu. Vielmehr sei aus der
Patentschrift insgesamt erkennbar, daf noch andere
Parameter wie das MaR der Ionisierung und die
Schichtrate zu beachten seien. Bei dem beanspruchten
Verfahren handele es sich eindeutig um ein
Tonenplattierverfahren, dessen wesentliche technische
Merkmale Abschnitt 4.8. des Lehrbuchs "Dlinnschicht-
technologie" (D24) zusammenfasse und die dem Fachmann
auf diesem technischen Gebiet allgemein bekannt seien.
Bei dem mafigeblichen Fachmann handele es sich auf dem
technischen Gebiet von PVD und CVD um einen Diplom-

Physiker, Diplom-Chemiker, Diplom-Ingenieur oder um
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einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Firma, der
mindestens zwei Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der
Festkdrperzerstidubung habe. Insbesondere die Formel

n = 6-10° -(U;N;/T,N,) (4-320)
(U, = Beschleunigungsspannung , N; = Anzahl der

auftreffenden Ionen pro Zeit- und Flécheneinheit; N,

Anzahl der auftreffenden Teilchen pro Zeit- und
Fldcheneinheit; T, = Verdampfungstemperatur) in

Kapitel 4.8.2 von Druckschrift D24 vermittele dem oben
genannten Fachmann alle entscheidenden Parameter, die er
zur Durchfiihrung des beanspruchten Verfahrens brauche,
nimlich, daR die energetische Aktivierung n der auf das
Substrat auftreffenden Ionen von der Ionenengie je Zeit-
und Flicheneinheit E; der auftreffenden Teilchen und
durch das Ionenverhiltnis N,/N, geprégt werde, wobei die
Tonenenergie E, = N;-e'U; sei, d. h. von der
Beschleunigungsspannung U; abhdnge. Weiterhin ergebe sich
aus Kapitel 4.8.3., Seite 139, letzter Absatz bis

Seite 141, daR es - neben dem Schichtaufbau - beim
Ionenplattieren durch partielle Wiederzerstdubung
gleichzeitig auch zu einer Schichtabtragung komme .
Aufgrund dieses technischen Wissens sei der Fachmann
deshalb in der Lage, ergebnisorientiert die Angaben im
Patent, namlich das MaR der Ionisation des Plasmas und
der elektrischen Feldstdrke bei entsprechender
Schichtrate so zu widhlen, so daf sich ein
Konzentrationsunterschied der metallischen Elemente
zwischen Kante und den ilibrigen Bereichen von mehr als

2 Gewichtsprozent einstellt. Es sei auch klar, daR die
Schichtrate nicht zu grof gewdhlt werden diirfe, da sonst
eine zu geringe Wiederzerstdubung eintrete und der
gewiinschte Effekt nicht erreicht wiirde. Insbesondere
kénne der Fachmann dem Ausfiihrungsbeispiel in Spalte 4
der Patentschrift die Angaben entnehmen, daf bei der
Beschichtung eines Bohrers mit einem Potential von

-100 V zwischen Plasma und Substrat und einer
Schichtrate von 3 pm/h ein Konzentrationsunterschied

zwischen Kante und iibrigem Bereich des Werkstilicks von
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6 at% flir Aluminium erreicht wilirde. Der Fachmann habe
deshalb lediglich das geeignete Maf der Ionisierung an
seiner Apparatur einzustellen. Diesbeziiglich werde im
Patent wiederholt darauf hingewiesen, daf eine "gute"
oder eine "hohe" Ionisierung durch Ionisierungshilfen in
der vorhandenen Apparatur erreichbar sei, mit deren
Hilfe die Ionisierung auf einem hohen Niveau gehalten
werden kénne. Solche Ionisierungshilfen seien ebenfalls
in dem Lehrbuch D24, Abschnitt 4.8.4 Anlagentechnik
beschrieben und kénnten problemlos in die vorhandene
Apparatur integriert werden, falls die Ionisation fiir
die erforderliche Wiederzerstdubung an einer Kante des
Bauteils nicht ausreiche. Das Patent, das sich an den
PVD- oder CVD-Fachmann richte, sei deshalb ausreichend
offenbart und geniige somit den Erfordernissen von
Artikel 83 EPU.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten wie folgt:

Zwar habe die Patentinhaberin unter Zuhilfenahme wvon
Formel 4-320 aus Druckschrift D24 darauf hingewiesen,
daf® es zum Erreichen einer ausreichenden Wieder-
zerstdubung und damit des beanspruchten Konzentrations-
unterschieds einer Erhhung des Potentials zwischen
Plasma und Substrat, einer Verminderung der Schichtrate
(und somit einer Erniedrigung der Anzahl N, ) und einer
Erhohung des Ionisationsgrades des Plasmas (und somit
einer Erhdhung der Anzahl N;) bedilirfe, jedoch sei dem
Patent an keiner Stelle der unmifverstédndliche Hinweis
zu entnehmen, daff es sich bei der Schichtrate um einen
verfahrenswesentlichen Parameter handele, welchem der
Fachmann besondere Beachtung schenken miisse und den er
nur innerhalb gewisser Grenzen variieren dirfe, um das
angestrebte Ergebnis zu erreichen. Weiterhin enthalte
das Patent hinsichtlich des notwendigen "hohen" Niveaus
der Ionisierung nicht den geringsten konkreten Hinweis
dahingehend, welche Ionenstromdichten, ausgedriickt in
mA/cm?, im Vergleich zu den im Stand der Technik
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genannten Ionenstromdichten in der vorhandenen Anlage
erforderlich seien und somit in der entsprechenden
Apparatur eingestellt werden mifsten. Auch sei die
Einstellung einer "hohen" Ionisierung keineswegs so
einfach, wie dies vom Patentinhaber behauptet werde.
Tonisierungshilfen als solche seien zwar durchaus am
Prioritidtstag des Patents bekannt gewesen, allerdings
nur im Zusammenhang mit Aufdampfverfahren, bei denen
sich iiberhaupt keine Ionen bilden. Solche Ionisierungs-
hilfen auch bei der Kathodenzerstdubung einzusetzen, sei
fiir den Fachmann jedoch nicht selbstversté&ndlich
gewesen. Die vom Patentinhaber in Druckschrift D24
genannte Formel 4-320 allein als Wegweiser zum
fachminnischen Handeln zu machen, aus der der Fachmann
die Einstellung aller erforderlichen Parameter ableiten
kénne, sei nicht méglich, denn diese Formel driicke eine
theoretische Betrachtung der physikalischen Vorgédnge
beim Ionenplattieren aus, die aber andere entscheidende
Parameter, wie Dampfdruck im Dampfraum, Dampfzeiten usw.
unberiicksichtigt lasse. Der Fachmann finde sich deshalb
in Ermangelung konkreter Angaben bei der Ausfiihrung des
Patents allein gelassen mit einem Multi-Parametersystem,
das er erst miihsam im Hinblick auf das zu erreichende
Ergebnis abstimmen miisse. Er sehe sich somit
auRerstande, auf der Grundlage des Patents, auch unter
zuhilfenahme seines Fachwissens, das beanspruchte

Verfahren erfolgreich auszufiihren.

Entscheidungsgriinde

0534.D

Die Beschwerde ist zulédssig.
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Unvollstédndige Offenbarung (Artikel 83 EPU, 100 b) EPU)

Anspruch 9 ist auf ein PVD- oder CVD-Beschichtungs-
verfahren gerichtet, mit dem ein Bauteil mit mindestens
einer Kante ein Konzentrationsunterschied der
metallischen Elemente von mindestens 2 Gew% zwischen der
Kante und den ilibrigen Bereichen des Werkstilicks erzeugt
werden soll. Entsprechend Anspruch 9 ist das Verfahren
ausschliefRlich durch das zu erreichende Ergebnis
gekennzeichnet. Erst Anspruch 13 und der Beschreibung
Spalte 3, Zeilen 23 bis 29, sind zu entnehmen, daff beim
PVD-Beschichten ein Potential (Bias) von -50 bis -150 V
ausreicht, wobei allerdings das Mafz der Ionisation
entsprechend angehoben werden muR. Es ist somit
erkennbar, daff - neben dem Potentialunterschied zwischen
Plasma und Werkzeug - eine "hohe" bzw. eine "gute"
Ionisierung (Ionisierungstromdichte in mA/cm?) zu wéhlen
ist, damit es zu einem deutlichen Uberbombardement von
Ionen an der Kante kommt, wodurch Partikel mit einem
geringeren Atomgewicht wieder von der Kante entfernt
werden und so der gewlinschte Konzentrationsunterschied
eintritt. Obwohl es im Stand der Technik z. B. in
Druckschrift D13, Tabelle 1, genaue Angaben tliber die
dort eingestellten Ionenstromdichten gibt, enthidlt das
beanspruchte Verfahren diesbeziglich keine einzige
zahlenmdfRige Angabe, die dem Fachmann als Anhaltspunkt
daflir dienen kénnte, was unter einer "hohen" oder
"guten" Ionisierung zu verstehen ist. Ein solcher
Hinweis ist auch der Beschreibung nicht zu entnehmen. Es
hidtte deshalb ausgedehnter Versuchsreihen bedurft, um
eine im Hinblick auf den zu erzeugenden Konzentrations-
unterschied geeignete Ionenstromdichte bei einem
bestimmten Plasmapotential zu ermitteln. Das Patent
stellt lediglich fest, daff das hohe Niveau der
Ionisierung durch Ionisierungshilfen erzeugt wird. Es
ist von der Patentinhaberin nicht bestritten worden, daR
am Prioritdtstag des Streitpatents in den marktiiblichen

Beschichtungsapparaturen solche Ionisierungshilfen nicht
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vorhanden waren und deshalb eine Ergédnzung einer
vorhandenen Apparatur erforderlich gewesen wadre, um die
notwendige Ionisierung zu gewdhrleisten. Diese Bewertung
wird sogar in dem von der Patentinhaberin vorgelegten
Gutachten von Dr. L&ffler (D26, Seite 26, 3. Absatz)
ausdriicklich bestdtigt, wonach am Prioritdtstag des
Patents Tonisierungshilfen wie Hohlkathode, Gliihkathode
oder thermischer Bogen nicht zur Standardausstattung
einer herkémmlichen Beschichtungsanlage vom Typ Z400
gehdrten. Auch stiitzt der Hinweis der Patentinhaberin
auf die in Abschnitt 4.8.4 (insbesondere Bilder 4-71 und
4-72) von Druckschrift D24 gezeigte Anlagentechnik eher
die Aussage der Beschwerdegegnerinnen, wonach die oben
genannten Ionisierungshilfen iiblicherweise nicht bei der
Kathodenzerstiubung, sondern vielmehr bei Verdampfungs-
verfahren eingesetzt werden, bei denen keine Ionen
gebildet werden. Es war deshalb fiir den Fachmann
keineswegs selbstverstédndlich, solche Tonisierungshilfen
auch in eine Anlage zur Kathodenzerstdubung einzubauen,
in der bereits auf andere Art und Weise ein Ionenstrom

erzeugt wurde.

Was die von der Patentinhaberin als wesentlicher
Parameter dargestellte Schichtrate (in pm/h) betrifft,
so wird lediglich im einzigen Beispiel bei einer
einstiindigen Beschichtungsdauer ein Schichtaufbau von
3 um erzeugt, was einer Schichtrate von 3 um/h
entspricht. An keiner anderen Stelle der Patentschrift
findet sich jedoch ein konkreter Hinweis an den
Fachmann, daR die Schichtrate innerhalb gewisser Grenzen
zu halten ist, um - im Zusammenwirken mit den iibrigen
Parametern - das gewiinschte Ergebnis zu erzielen. Zwar
liefert Druckschrift D24 in Abschnitte 4.8.2 und 4.8.3,
Seiten 134 bis 141, eine Erkldrung der physikalischen
Zusammenhinge, wonach die Zerst&dubungsausbeute S
(Schichtrate) von dem Verh&ltnis R,/R, (d. h. der
mittleren Aufdampfrate R, zur mittleren

zerstdubungsrate R, ) und auch dem Verhdltnis N;/N,
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abhdngt, jedoch liefern diese Betrachtungen dem Fachmann
keine direkt anwendbaren Hinweise darauf, welche
Schichtraten er beim Verfahren des Streitpatents
tatsdchlich zu wéhlen hat.

Dariiber hinaus stellt Druckschrift D24 in Abschnitt
4.8.3, Seite 137, fest, daf® das Ionenplattieren
verfahrenstechnisch durch eine Reihe wvon

Prozeflparametern charakterisiert ist, n&mlich:

die Ionenenergie E;, (Ionenstromdichte)

- das Teilchenverhédltnis N,/N,

- die wirksamen Teilchen bei der Kondensation
- die Art der Erzeugung des Dampfstromes

- die Prozeffihrung hinsichtlich der Zeitabhidngigkeit

und des Zusammenwirkens von Dampf- und Ionenstrom.

Um zu den angestrebten Ergebnissen zu gelangen, ist
somit eine Vielzahl von Parametern bei der Durchfiihrung
des beanspruchten Verfahrens aufeinander abzustimmen,
iber die das Patent keine flir den Fachmann unmittelbar
nacharbeitbare Angaben aufweist. Im Gutachten D26 wird
von der Patentinhaberin selbst unter Hinweis auf
Druckschrift D20 sogar bestdtigt, daR die Eigenschaften
der durch PVD abgeschiedenen Schichten in sehr komplexer
Weise von Herstellungsparametern abhdngen und eine
Optimierung nicht immer einfach ist, da viele Parameter
miteinander gekoppelt sind (siehe D20, Seite 543, linke
Spalte, Zeilen 17 bis 21). Demnach hitte es somit eines
nicht unerheblichen Aufwandes mit zahlreichen
Versuchsreihen bedurft, um eine im Hinblick auf den
gewiinschten Konzentrationsunterschied von

2 Massenprozent zwischen der Kante und dem iibrigem

Werkstlick geeignete Verfahrensfiihrung herauszufinden.
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Obwohl ein dem Fachmann gewisser Experimentieraufwand
durchaus zuzumuten ist, muR die Beschreibung dem
Fachmann unter Benutzung seines Fachwissens eine
brauchbare Anleitung liefern, daf? er nach Auswertung
anfianglicher Fehlschlédge oder - bei Zufallsversuchen -
mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote
zwangsldufig und ohne Umwege zum Erfolg gefiihrt wird.
Nur dann kann eine Offenbarung als ausreichend
betrachtet werden (siehe dazu Entscheidung T 0226/85).
Auch sollten die Regeln fiir die Abstimmung der Variablen
aufeinander der Beschreibung zu entnehmen sein. Ferner
sollte diese Anhaltspunkte iiber den Einfluf einzelner
Variablen auf die Eigenschaften des Erzeugnisses
enthalten, die den Fachmann in die Lage versetzen, die
angestrebten Stoffparameter im Falle eines Fehlschlages
rasch und zuverlissig einzustellen (siehe Entscheidung
T 0014/83). Wie aus den obigen Uberlegungen hervorgeht,
sind dem Fachmann solche Anhaltspunkte im vorliegenden
Streitpatent nicht gegeben und lassen sich auch nicht
unter Zuhilfenahme seines Fachwissens unmittelbar daraus
herleiten. Der Gegenstand des auf das Verfahren
gerichteten Anspruchs 9 und damit auch des auf das so
hergestellte Produkt gerichteten Anspruchs 1 ist damit
nicht ausreichend offenbart. Mithin erfiillt das

Streitpatent nicht die Erfordernisse von Artikel 83 EPU.

Da der Beschwerde somit nicht stattgegeben werden kann,
fehlt eine Grundvoraussetzung fiir die Riickzahlung der
Beschwerdegebihr.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Der Antrag auf Zuriickerstattung der Beschwerdegebiihr
wird zurlickgewiesen.

Der Geschéidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
. s LY W /b. /"

S. Fabiani W. D. WeiR

0534.D
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